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La réalisation des MEMS nécessite des matériaux performants. Les propriétés mécaniques de ces matériaux dépendent fortement des procédés d’élaboration et ne peuvent être connues que par des essais spécifiques. L’oxynitrure de silicium SiOxNy présente un intérêt thermomécanique en vue d’applications microsystème opto-électromécanique. En effet, les propriétés de ce matériau sont comprises entre celles de l’oxyde de silicium SiO2 et celles du nitrure de silicium Si3N4 qui sont des isolants standards très utilisés, mais dont les propriétés thermomécaniques limitent les applications. Les films que nous allons étudier sont des dépôts LPCVD de SiOxNy faiblement contraints. Le procédé de ce dépôt a été élaboré et est à disposition au sein de la centrale de technologie du LAAS [4].

L’étude de fiabilité des microsystèmes électromécaniques, est directement liée à la bonne connaissance des propriétés mécaniques des matériaux qui les composent. Par ailleurs, Il existe différentes méthodes de caractérisation des micro-matériaux, on peut citer à titre d’exemple la nano indentation, le test de micro traction uni-axiale, l’essai de micro flexion et le test de gonflement de membrane. Dans ce travail, nous utilisons la technique de gonflement de membrane pour caractériser des couches minces d’oxynitrure de silicium déposées par LPCVD. Dans un premier temps, nous allons décrire le banc d’essai et expliquer son principe, ensuite nous allons proposer un modèle éléments finis que nous recalons sur les résultats expérimentaux grâce à un utilitaire sous Matlab que nous avons mis au point.
